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Plasma Jet을 이용한 고속 박막 증착 기법의 연구
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  최근 다양한 종류의 태양전지의 연구가 수행되고 있으며 그 중 박막형 태양전지 및 웨이퍼 

실리콘 기반의 태양전지의 경우 태양전지의 효율 및 생산단가를 충족시키는 것에 연구의 목적

이 집중되어 있다. 이러한 사항을 만족시키기 위하여 대면적 PECVD기반의 플라즈마 소스를 

적용하려는 연구가 진행되고 있으며 결정질의 실리콘 박막 증착에 있어서 다중접합 태양전지 

기준으로 효율 10% 내외를 유지하면서 결정질 기준 증착속도 0.5 nm/sec의 성과를 보이고 있

다. 하지만 단위 가격 당 전력 생산 단가의 경쟁력을 확보하기 위하여 증착속도의 고속화에 

대한 연구가 더욱 진행되어야 한다.
  본 연구에서는 새로운 플라즈마 방전 개념으로서 Gas의 분사되는 Jet을 plasma에 통과시켜 

증착속도의 향상을 도모하는 plasma 소스를 제시하 다. 새로운 방전 개념을 이용하여 다양한 

공정조건인 압력(3∼8 torr), Gas ratio([SiH4]/[H2]), RF power에서의 Plasma의 특성을 확인 하

으며 해당 조건에서의 박막 특성을 확인하여 비정질 기준 3 nm/sec, 결정질 기준 결정화도 약 

70%의 조건에서 증착속도 2 nm/sec의 결과를 확인하 다. 또한 해당 조건에서의 효율 및 FF, 
Voc, Isc를 확인하여 태양전지로서의 적용가능성을 확인하 다. 마지막으로 해당소스의 대면적 

적용가능성을 확인하기 위하여 대면적 plasma 개념의 모델중 하나인 In-line 개념의 plasma 
source로서의 적용 가능성을 제시하 다.
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